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Introduction Générale 

Les oxydes semi-conducteurs transparents (Transparent Conductives Oxides : TCO) ont 

fait l'objet de nombreuses études ces dernières années en raison de leurs propriétés physiques 

intéressantes qui combinent conductivité électrique et transparence optique dans le domaine 

spectral visible. 

Divers couches minces TCO constitués de : SnO2 dopé Sb (ATO) et SnO2 dopé F (FTO), 

In2O3 dopé Sn (ITO) et ZnO dopé Al (AZO) ont été étudiés jusqu'à présent dans ce domaine 

Parmi eux, l'oxyde d'indium dopé à l'étain (ITO) est celui qui est utilisé en pratique. Cependant, 

avec le marché de l'expansion de l'ITO, un approvisionnement stable peut être difficile à assurer 

en raison du coût élevé et de la rareté de l'indium. Heureusement, les couches minces de ZnO 

sont une alternative prometteuse aux ITO couramment utilisés, qui sont peu coûteux, non 

toxiques[1]. 

L'oxyde de zinc (ZnO) est un matériau inorganique unique qui a de multiples propriétés 

comme semi-conducteur, piézoélectrique, pyroélectrique et optoélectronique qui offre de 

nombreuses possibilités d'application. Le ZnO est un semi-conducteur à bande interdite directe 

et à large bande interdite (3,37 eV) avec une énergie de liaison d'exciton assez élevée (60 MeV) 

[2], [3]. L'oxyde de zinc est un semi-conducteur transparent de type n avec une bande interdite 

comprise entre 3,3 et 3,5 eV. Polycristallin ZnO a trouvé de nombreuses applications 

intéressantes telles que transducteurs piézoélectriques[4]. En tant que matériau semi- 

conducteur II – VI prometteur, l'oxyde de zinc (ZnO) a beaucoup attiré l'attention pour des 

applications potentielles dans les diodes électroluminescentes (DEL), diodes laser (LD) et 

cellules solaires (SC)[5]. 

Parmi un grand nombre de techniques d’élaboration de matériaux micro ou nanostructures 

des TCO, on peut citer la PVD (Physical Vapor Deposition) et la CVD (Chemical Vapor 

Deposition) la synthèse sol-gel et l’électrodéposition [6]. Cette dernière méthode a été utilisée 

pour l’élaboration des couches minces de zinc. 

En effet, l’objectif principal de ce travail est l’étude de l’effet de temps de la déposition sur 

les propriétés des nanostructures de l’oxyde de zinc. 

Ce mémoire est subdivisé en trois chapitres : 

 
Le premier chapitre est réservé à une revue bibliographique générale. La première partie 

de ce chapitre est réservé à des généralités sur les couches minces. La seconde partie est 



 

 

Résumé 

 
Ce travail consiste à l’élaboration et la caractérisation des couches minces d’oxyde de Zinc 

(ZnO) préparées par la méthode d’électrodéposition pour différents temps du dépôt (10 min, 15 

min, 20 min, 25 min). Les couches minces de ZnO ont été électrodéposées sur des substrats 

d’oxyde d’étain dopé à l’indium (ITO) à partir d’une solution de nitrate de zinc (Zn (NO3)2). 

L’analyse par UV-visible nous confirmer l’effet de temps de dépôt sur le Gap optique, 

L’analyse par la diffraction des rayons X montre que ZnO obtenu a une structure hexagonale 

wurtzite qui présente une orientation préférentielle selon l’axe c, et l’étude par l’AFM nous 

permis d’étudier la morphologie de surface du dépôt et la variation de la rugosité avec le temps. 

Mots clés : Electrodéposition, ZnO, couches minces, UV. 

 
Abstract 

 
This work consists of the elaboration and characterization of thin films of Zinc oxide (ZnO) 

prepared by the electrochemical deposition method for different deposition periods (10 min, 15 

min, 20 min, 25 min). ZnO thin films were electrodeposited (ITO) substrates from a solution of 

zinc nitrate (Zn(NO3)2). UV-visible analysis confirms the effect of deposition duration on the 

optical gap, X-ray diffraction analysis shows that ZnO obtained has a hexagonal wurtzite 

structure which has a preferential orientation along the c axis, and the AFM study allowed us 

to study the surface morphology of the deposit and the variation in roughness over time. 

Key words: Electrodeposition, ZnO, Thin Films, UV. 
 

 :ملخص
 

 ت قاوأل  ي ئا يم يهروكك ال  ضع و م ت ال  ةقيرط ب  ضرة حملا  (ZnO)  ك ن الز  د يأكس   نم ةقيقر  ة ي أغش  ة ودراس   ر يض حت   لمع ال  هذا لوا ن ت ي 

  ر يدصق لا  د يسكأ   ز ئاك ر  ىلع  ً  ا ي ئ ا برهك  ةقيقرلا  ZnO  ةيشغ أ  ب يسرت   م ت  (.ة قيقد  25  ،ةق يق د  20  ، ة ق يق د  15  ،ق ئاق د  1)0  ةف ل ت مخ   ب يسرت 

  بيسرت ال   تقو  ر ي ث أت ة ي سج ف ن بال  وق ف  ة لشعأل  ي ئمرلا  ل يلحت ال  كدؤ ي  )3ON(  nZ(  2.(  ك ن الز  اتر ت نن م  للوح م  نم  )OTI(  م و يد نإلا ب  ع ب شملا

 ىعل 

 ي سداس   wurtzite  لك يه  ه ل  ه ي عل  لو صح ال  م ت  يلذا   ZnO  أن (DRX)    ة ين ي لسا   ةعشاأل   افرح نا   ل يل حت     هر ظ ي و  ،ة يئو ض ال  ةوالفج

 ة ن و ش الخ   يف  ن ياب ت وال   للغشاء طحيالس  لكش تال  ةراس د ب  AFM  ة دراس   ا نل  تسمح  ماك ،   c ورح ملا  ول ط  لىع  يل ي ضفت   اهج ت ا  هل  لعااألض

 .ت قلواور رمب
 

 .ة ي سج فنب ل ا ق وف  ةاألشع  ،ةقيقر ةي أغش  ،ك ن الز  د يأوكس  ،ي ئ اي م ي ك و هرك لا عض وم تال  :احيةت مفل ا تا لمك لا




